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DÜNNE SCHICHTEN

Festkörper-Lithium-Ionen-Akkumulatoren
Herstellung mit Hilfe der physikalischen Gasphasenabscheidung
Sven Ulrich, Marc Strafela, Julian Fischer, Carlos Ziebert, Klaus See-
mann, Harald Leiste, Michael Stüber

Hohen Leistungsdichte und hohe Sicherheit verleihen All­Solid­
State­Dünnschicht­Lithium­Ionen­Batterien ein großes Anwen­
dungspotential. Aufbau, Herstellung und Möglichkeiten der 
Hochskalierung werden in diesem Überblick zum aktuellen For­
schungs stand detailliert beschrieben.

DÜNNE SCHICHTEN

Flash Lamp Annealing (FLA) of Magnetron Sputtered Low-
Temperature TCO Coatings
Post-growth treatment enhances highly conductive and transparent 
thin films
Andreas N. Panckow, Clement David, Jörg Weber 

Transparent conducting oxide (TCO) deposited by reactive mag­
netron sputtering from metallic targets and subsequently treated 
by FLA come up to the qualities of thin films deposited with the 
conventional more expensive TCO thermal and vacuum processes.

DÜNNE SCHICHTEN

High precision optical filter based on magnetron sputtering
Direct coating on glass and silicon wafers
Jens-Peter Biethan, Detlef Arhilger, Jürgen Pistner, Holger Reus, Martin 
Stapp, Harro Hagedorn

The high potential of magnetron sputter deposition for current 
and future applications is demonstrated by means of a sputtering 
system for the production of state of the art optical components.

DÜNNE SCHICHTEN

Bewertung der Lebensdauer von dünnen Hartstoffschichten 
Der Impact-Test als ergänzende Prüfmethode
R. Bethke, N. Nöcker, A. Hipp, H. Meyer

Nur wenige Mikrometer für zuverlässigen Verschleißschutz – da 
zählt neben Härte und Haftung der dünnen Schichten auch deren 
Ermüdungsfestigkeit, die nun genau und zuverlässig mit dem Im­
pact­Test bestimmt werden kann.
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FLash Lamp Annealing – FLA

Process Time ~ ms Process Time > 1 s

 Only surface is heated
 No cooling needed
 Fast processing
 Less total energy
      consumption (saves
       up to 80 %)

Substrate

 Complete substrate
      is heated
 Cooling needed
 Slow processing
 Expensive and 
      complex equipment 
      for inline process

Common Heating Annealing
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PLASMA

Plasma auf großer Fläche 
Anwendungen und Lösungen für die Vakuumbeschichtung von Folien,  
Platten und Bändern
Ulf Seyfert, Matthias Fahland, Günter Bräuer

Große Flächen im Vakuum? Der hohe 
Flächendurchsatz und der ausgereifte 
Entwicklungsstand moderner Vakuum­
beschichtungsanlagen machen deren 
vakuumbedingt höheren Anschaffungs­
kosten schnell wett. Ein umfangreicher 
technologischer und industrieller Erfah­
rungsschatz erlauben die schnelle Überführung neuer Applika­
tionen in die Produktion.

PLASMA

Geregeltes Reaktivsputtern von Planar- und Rohrkathoden 
Prozesssicherung in der Produktion
Tobias Radny, Sebastian Grub, Rolf Schäfer, Thomas Schütte

An Hand der reaktiven Abscheidung von 
Oxid- und Nitrid-Schichten aus metalli­
schen Targets unter Beimengung eines 
Reaktivgases werden die Grundlagen 
von Sputterprozessen aufgezeigt, Aus­
wirkungen verschiedener Magnetron­
geometrien diskutiert und Regelmög­
lichkeiten zur Stabilisierung der Prozesse vorgestellt.
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